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Resultado Final da Matricula em Primeira Chamada

Curso: TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA - SUPERIOR - NOITE

Legenda - Resultado Final

e Matriculada/o: Candidatas/os que tiveram a documentacao aprovada.

e Nao Matriculada/o: Candidatas/os que nao tiveram a documentacao aprovada.

e Matricula Condicional: Candidatas/os que tiveram a documentacao aprovada, mas precisam cumprir a condi¢ao indicada na
coluna "Motivos para Matricula Condicional".

e Ausente: Candidatas/os que nao enviaram documentacao.

Numero de Cota de Resultado Motivos para Matricula
Nome Inscricao Avaliacao Final Condicional
ADRIANA BARBARA RIBEIRO DE CAMARGO 75.318378 C1 Ausente

TABORDA



Nome
ALLANA SBARDELOTTO BARBOSA
ASHLLEY HAGATTA DA SILVA

BIANCA MARTINS DE OLIVEIRA
BRANDALISE

EVENNY RODRIGUES CARDOSO

HELENA VAZ DAVILA

LUYS ALBERTO PEREIRA MORANDI
MANUELA ALEJANDRA GARCIA TABEROA
MIRIAN PEREIRA DA SILVA

MONICA CAMARGO DA SILVEIRA
NATASHA COMINETTI VIZOLLI

VANUSA HAUPCZINSKI

YASMIM ZAVORSKI RAMOS

YASMIN SABADINI DE SOUZA

Numero de
Inscricao

75.317619
75.313971

75317132

75.308500
75.315853
75.305842
75.316223
75.310544
75.314692
75.307765
75.315341
75.313936

75.314698

Cota de
Avaliacao

C1
C1

C1

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

Resultado
Final

Ausente
Matriculada/o

Ausente

Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o

Matriculada/o

Motivos para Matricula
Condicional

* Candidatas/os desclassificadas/os na cota de inscricao para escola publica, devido ao ndo cumprimento dos requisitos

exigidos na reserva de vaga, sendo reclassificados para acesso universal (ampla concorréncia).

Observacoes:



Bento Gongalves, 21/01/2026



